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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月12日(2011.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本実施形態によれば、画素電極を形成する工程と、前記画素電極の表面を洗浄する第１
洗浄工程と、前記第１洗浄工程によって除去し切れなかった異物もしくは前記第１洗浄工
程の際に付着した異物が前記画素電極の上に存在している状態で、前記画素電極の上に第
１酸化物層を形成する工程と、前記第１酸化物層の表面を洗浄し前記画素電極の上に存在
した異物を除去する第２洗浄工程と、前記第２洗浄工程の後に、前記第１酸化物層の上及
び前記第１酸化物層から露出していた前記画素電極の上に第２酸化物層を形成する工程と
、前記第２酸化物層の上に有機層を形成する工程と、前記有機層の上に対向電極を形成す
る工程と、を備えたことを特徴とする有機ＥＬ装置の製造方法が提供される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素電極を形成する工程と、
　前記画素電極の表面を洗浄する第１洗浄工程と、
　前記第１洗浄工程によって除去し切れなかった異物もしくは前記第１洗浄工程の際に付
着した異物が前記画素電極の上に存在している状態で、前記画素電極の上に第１酸化物層
を形成する工程と、
　前記第１酸化物層の表面を洗浄し前記画素電極の上に存在した異物を除去する第２洗浄
工程と、
　前記第２洗浄工程の後に、前記第１酸化物層の上及び前記第１酸化物層から露出してい
た前記画素電極の上に第２酸化物層を形成する工程と、
　前記第２酸化物層の上に有機層を形成する工程と、
　前記有機層の上に対向電極を形成する工程と、
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　を備えたことを特徴とする有機ＥＬ装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１洗浄工程及び前記第２洗浄工程は、純水またはアルコール類を用いて行うこと
を特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ装置。
【請求項３】
　前記第１酸化物層及び前記第２酸化物層は、無機化合物によって形成されたホール輸送
性を有する材料によって形成したことを特徴とする請求項１または２に記載の有機ＥＬ装
置。
【請求項４】
　前記第１酸化物層及び前記第２酸化物層は、蒸着法によって形成することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ装置。
【請求項５】
　前記第１酸化物層は酸化モリブデンの薄膜であり、前記第２酸化物層は酸化モリブデン
にマグネシウムをドープした薄膜であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の有機ＥＬ装置。
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